
F 

:1伊，

智子産業の窮境耀鮮と対策

半導体/LCD工場の

省エネ・環境・災害対策


1.はじめに� 
IC02 

) i企業価値L 東京陸直下大地譲への懇怠」等々，

喜 新開・テレどをはじめとするマスメディアでは勝、

え 繁にその危機!惑を報道している。

地球温緩イヒに対して影響度の大きいといわれる

の大気中濃度は，� C02が383屯� 1ppm今� 

NzOが320.9ppbと，前者においては前年比� 1.9ppm，

後者についてら� 0.8ppb増加し，前年に続く嬉しく

ない記録受新となったという。こういった地球規

も一般には語)11染みにくいppm. ppbとい

その深安IJさは意外と

過ごされー多くの分野において手IJ便性や快適性，

吏には手IJi間確保のための施策が連求されているの

が現状のよう じている。

08年会;二日本各地を襲った「ゲリラ豪雨J，季節

はずれの異常気象など日常的に知覚する現象

して地球温暖化の影響は無視できない安田として

られる。地球温緩化抑止に向けた取り組みに

加え，企業を取り巻く懸念材料とし

設かえ多くの専門家から� 

L
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l頁下大地震をはじめとする

ますます重要疫を増す� CSR(Corporate Soci乱i 

Responsibility 企業の社会的責任)高揚に大きく
叩� 

'-乙一
L	 している。� 
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:こ対して大ぎな影響を及;まずであろう
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v るものである。
 

i 半導体ILCD工場の環壌〔地球温曝� 

ft).省エネ 

2.1 総論

昨今は「地球環境 ネJ に関する頻度の

高し� 12/3~5 関椴された

“SぞmiconJapaれ2008" (写真 1)における各社展示

へのアピールをRのおたりに寸るにつけ，地球温

暖化やその主要田とされる� C02(二駿北炭素)排

とされる� 

C02濃度削減に対する関心の高さをうかがわせる

状現となっている。

がー徐々に進行するj品目菱化という「地球の危機」

に対して亀	 ミj犬態にあると

いえる。問視;紀のイギリスで起こっ

来.化石燃料の継続的かつ大援の泊費により全笹� 
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語1]1 C02排出霊友大気中C02濃度推移

界環模の産主濃の発展;え篠実な大気鹿内 C02濃度 eJii，¥三三:000年売と今後100年間17)気?益還を化

気織の変化� CC. 1990年の{痘との ~t 絞)の上昇と地球規模の平均気滋~押し上

いえる。
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し，� 200 I 'r:fには371ppm，� 
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守

スb

240億トン/勾よという天 を記録している

)。1(閲 

化石燃料の 主要lX1とする地球温暖化

し. 頃まで微増徴j戒を繰返しながらも

安定していた に上昇傾� 

2000年を� とした場合，議ノj、i、4CCから

5.8
C

Cま ると� IPCC (気象変動に関する政

)。2されている(図� 

IPCCはこれまで織統的に増加傾向そ示してきた

地球温暖化を詰止するためには大気中� CO，濃度を� 

450ppm以下に安定させることが必須であり，化石

燃料に起到する人為的排出:談会現状比57% 

あると饗鍵を場らしている。� C02:二関し

アマヅン)11流域をはじめ全世界に散在する

森林の炭幾何イヒ作用そを友とする岳紫段収量30憧ト

して，排出E釜山援トン/年という現状試

らすると司今後も継続的に C02

るとする予測は説得力が強い。� 
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図2 過去1000年間と今後100年間の気温変化予測

記替、む新しい全世界的な投機マネーによる原油

儲絡の高騰では，その動向に誰

抵燃費のハイブリッドカ

の隠避宅自家用策利用から公的議開への

等々による化石燃料への依存逗低減などは人為的

排出量削減施策の代表であろう。一般的な企業.に

スマンのi出張に伴う

ち無授でき

説では総排出最ぷ)20%近くをおめるともしか  

滅もさることながら‘1]しを化石燃料の使用議関

4.0 

3.0 
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油採掘可能年数	69年(現確認坦蔵量38年分，技術

未発見今� 14年分)という予測(石

と劉発途� I二回� 55V在人が日米欧iItみの

エネルヱ子一消費を想定Lた;場合の石油枯渇時期前

倒しを考慮すると，更なる使用量削減に向けた対

策と手段を早急、に講じる必要があるc 

j晶暖北による地球規筏での懸念として.多くJ)

らt詩情されている，� 

i①極地の氷融解による海;Jq市上昇やヒマラヤそをは

じめとて苧る氷;りのillfヒ

②潟水面仁界によるツパ (オセγニア地域)

よる渋水や干ばつの発生

したカトリーナレベJ[.，米国)].，� 1ジアナチ刊に

ネルギ}消費は.ぞのまま地球滋暖化をはじめと

る環境保全への弊害婆同として設費づけられ喝

半導体/LCD生産工場においては常に継続的改斧課

題として:地球の危機;回避への取組みがなされ

てい，る。ここでは環境劣化(地球埠暖化〉の主嬰

関とされる� coz-tMI:l最低減への貢献を白燃とした

路案iこ焦点;を当てて，半導体IlCD工場

の対策につLγど考えてみる。� 

2.2.1 半導体/しCD工場の環糠改藩・省エネの必

要性

エネであゐが，

費を伴いながらも地球型暖化紡l上に向けた省エネ

へ真撃に取り組む半導体ILCD仁場を維持・

る関係者の姿勢や考え方は，他の企業の道襟とし

て大いに参考会になる乞のよ確信している。以下に

半導体えCD工場のエネルギ…消費の現状を把握し

等々は‘いろいろな場簡で議論されるとともに，

人類共通の懸念材料として説明を要しない。� WNV

規模レベルのco，憎加による懇定被害額はGDPの

約20%と予測されており守地球温緩化対策がGDP

の約� 1%とする専門家試算や切泊した「地球の怠

いては，今後 2~3 年間が最

である!とする背笠を考慮すると，

すべての企業はちちろん叫人一人の綿々が高し

と[可持に，待ったなしの対応をi自られる

ものと判断する。� 

2.2 半導体化CD工場の現状

業界は，毘の内外そを向わず織?':1な企

している。

ずる半導体業界はプロセスの徴組イ仁ウェ

ハの大LJ{をイヒそを. また一方の維で(/i)る� LCD業界は� 

理t 'A精細ft，大画面化をはじめとする岐術の進歩をrl

iおf，それぞ、れが向付加価値製品を り出し.

(油 多くの顧客満足に貢献している 3

製品は顧客から求めCDしかし，半導体製品やし� セ。

!旅 られる高い品質，製品回有の高機能� 

i換 めに生産過程では想像を絶する高品質な

?的 境が求められている。高額な製造設備への初期i投

高品擦な生産車境維持に向

汚 水をはじめとする膨大なエネルギー消費によるう

ンニングコストが必要であり，多くの半導体関連

ノ念、 として論じられるのが実f素である α

石 こういった肉付加(価値挺品の生産活動におけるエ� 

ながら各社が取組む省ヱネ対擦について考察する。

による

と議j出でほぼすべてを占めており，圧倒的

を主たるエネルギー源として活用している現状が

見える。また，電気エネルギーを議力という

でみるとち製品生産用設備と生産環境維持のため

)。3お空調設備でその多くを格費している(悶� 

ちなみに不導体業界のシリコンウヱ…ハ大口径

住� (ψ200mm-ゅ� φ300mm)に伴い，動力設備との比

ネルギー消費は� 7ポイン

ト上昇するとの報告あある。� LCD業界においても

液晶テレピの大画街化鰻向を考慮するとー今後は

ますます製造設備のエネルギー消費は噌加するこ

純水子長:4%

'必4J#<:減可
予告1燃料ガス� 

:a) 年間淡費エネルギ…

酪� 3 一般的な半導体工場のヱネルギ…年間消費構成� 

Ib! 電力消餐内訳
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とが予挺される。� 

2.2.2 半導体ILCD工場の環境・省ヱネ対策事憐

ザういった現状からみると，省エネへの取組み

ネルギ…消費最低誠;ごrfi]かうこと

が必然的に予認できる。また，� 1き種省工

導入lこ際しでは製品に求められる高い要求品質や，

最優先すべき人的{日IJ商へむ彰饗を十二分に吟味.

ること� る。

i1 :一較的な省エネ

いかんに関わらず，身近な対象とこし

げられる照明器具のj自主jや適If損毘設定，� 1人� 1

台に近くなったパソコンので草灘オフや待機モ…ド

設宅等である。きるくの企業が取り人れている

もあり，

占め

るクリ� 

0)電気室，ポシ るユーティ� IJ 

ティ案

ティリティ

ポンブをはじめとする

による汚染，設備への践校混入防止を自的に

古田岡管慢されている。生産現場と異なり. 日

常的には設憐管理担当者の入室と認定されて

いるのが一般的だが，ややもすると必要以上

風量で管関されている実態が見通ご

されがちな現状に法号した省エネ対策である合

が講じられている。が，劉品機能に直接的影

響を与えかねない本対策には，十二分の事前

般討による検証が必婆であることな付け加え

く。� 

(iv)冬季の低撮外気の活汚

設備等の過熱訪止や適正楓度維持を民的

給される冷却水をより低溢北するために

の{迂外気識を活用しようとすみ試みである。

冷却水配管の一部を慮外配量することで箆温

冷却水の確保ば可能であるが，寒冷地におけ

る想定以上の蓋温によって懸念される

凍結には…十分な配慮が必裂である。� 

(v)動力設構のインバータ{と

」般的な電化製品のアピールとしてよく耳に

インバータイ七芝が，大電力を消費する半� 

i導体/LCD製造設鑓のインバータイとは大

ヱネ成果が嬬待できる。 ，t笠に送り出さ

れるヱアコンのほぼすべてがインバータ{じさ

れたという翻臨もその勢果の高tさをうかがわ

せるトピックスである。

セスの省エネ

(i)段取替え時需の短縮

生産ラインにお付る生産製品変更等に際して

生じる段取り替えであるが，段取り替え時間

の長期化による設議可動率の低下とともに，

設備が継続的に消費するエネルギ…そそ削減し

ようとするものである。この施築泣ー

はもとより経営的視点からも改善が必裂であ

ム
九
エ
シ

議口改一フス
ム

シ

テ

調

ス

環において，ぼカ損失を極力小さくしてエネ

一負荷を低減しようとするものであり.

る。

げる空気循 襲造プロセス最適化

半導体・� LCDともに生産活動におはて法数十

~数百のプロセスを繰返して製品が完成する

面的平滑度向上が劾

果的である。� 

(iii)クリーシルーム換気回数の適正記

一般的にクリーシルームは議境変動訪止をほ

的に一定比率の常気を定期的に換気して仕様

に合致した生産環境を維持している。生産現

において日常的に展開される� 5S

設備自{動化による記選人材の減少等の背設か

り、

べ� 

」とになるが，プロセス作業の統合や削減を

還して製造プロセス全体の最適化を擁立しょ

うどするものである。が，製品の機能・

を維持するための翠幹を成す拠造プロセス変

更を伴う本務築は，慎重の上記慎重を重ねた

…十二分の技術検討および検証が必繋であるこ

とは設を待たない。。ii)生産設備の排熱方法の改善寺

稼動に伴う設構自体の発熱，生産ブロセ

行による更なる発熱について設備の機能維持

男子守ディスプレイ20 
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出

のための熱排気を目的とした設織構造はごく

一般的で為るのクリーンルー

自え における気流の活用や

して，設備に対する熱

対策である。

こ供 以上，学礎体ILCD向上の地球温暖化院11::及び省

きた。

る。

まi鼠 るが，その

わけ

る後|廷において?な

たか!と問われるより、多くの関

どう取り組み，解決したか?と関われるよう

に今を)ctJjにしたしりとする意識を高めるととも

に維持しながら本編を邸じることとする D 

3.半導体/しCD工場の環境(脊審物鷺)謀� 

3.1 総論

がわ 地球温暖化の側函から よび改務へ

とLてむおエネについて述べてきたが，

欧州、|霞を中心とした環境改鋒ニーズと� Lで.

;こ関する 
V 吟守 �  

.vに

待問� 

~Iこ、 

l減し する� RoHS(Restriction of H品Z品rdousSむbstances)

規制末、� EU闘[.I;Jで流通するほぼすべての化学物質

;であ の安全評価を義務牝l，. 当該化学物質の情報主要掠� 

REACH 汀ation=設錦. Evalu乱tion 

Authorizalion江認可.� Chemical ヒ学、の

略).定重議パ…セント以上の指定化学物質の 

iする� Eじ塁内への持込みを禁止する� PFOS(Per Fluoro 

Ji戚を Octane Sulfonate) 規制と半導体ILCD工場を
テラ� 1.-
'..../d、 た企業は規制への対応を余儀なくされているのが

る。対における企業の思惑と

:ス変 呂常的な後点の薄さからか� a較的に

される機会が少ないよう

うるこ くりのリ

めにち迅速かっ

*RoHS綱高Ij6*毎夜:Pb(多目、人ふj(カドミウム)‘� 
ごス進 Cr(クL..)‘� PBB(;f:1)突イヒどフI.二� n) PBDE(ぷIJ良ー� 

日維持� イヒジブニ)~ヱーデ)j，)

プレイ� '09 3月号

対応が全被界の企業からの官頼確保に モ;

のと確{言ずるの� 

3.2 半導体ILCD工場の環場(有害物質)改養ヘ

の対策

とって大切jなステークホルダ…からの

ることを爽撃に受け11こめて改ま容に取り

いる企業も数多し，� 外観からは認識できな0

い場合が多い製品への規制物質という

あるむのの‘企業や!製造事業所においては確実な

管理体制構築を通して確実な対志を期待するもの

る。以下‘に対策のいくつか� 

.1)関連法規内容の理解

ステークホルダ…がよjさめる

すとで現状そ把握し，

く

して取組む方向の正確誌を確立すること

ある。

らの� IJスクアセスメント

の実錨

製品のうイツサイク)~において上流設賠からセ

ルブアセスメントを実行l"規制物衰の排除を最

した製品づくり と体制構築が効果的で

あら。

川対象となみ{七学物質を使れない考え� }j

対象物質使用そ根底から邑避した;当品設計，機

能面において鍔等の効祭を事受できる代替物質の

活用等が交的である。

となる化学物質を排出しない

対象物質の時三号化を含む徹底Lた排出管潔体制

構築そを通し，製品への含有はもちろん，

への排出を抑止することが重要である。

以仁有答物震の側面から環境対誌を論じてさ

各半導体/LCD工場を保有する企業の関係者

;こは可及的速やかに取組みを開始するとともに，

各社の多情にあった継続的改善対策を現実イとして

いただくこと ら本編を閉じる。� 

4.半導体ILCD工場の災害対策� 

4.1 総論

「うごリ

ンブ )~:ζ ンザ大流行の兆し」

確本の議編は別として.重大な自� 
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議1)4 事業継続管理� (BCM)の概念

し そ提供してしミる。こういっ し

て は 多 く の 企 業 が �  BCM(Business Continuitv 

の分野でその対東に

とともに，いかにネく

させるかというのが簡易

札 ]日で

発生したこと らのウイ によりイ

ンにネシアでは死:授が� 100人を超えたというのが

あるが.ウイルス変異によってヒト

からと� kへの感染によって引き記こされる新型イ

ンツルエンザのパンデミック〈流行爆発)拡大い

に危供されるところでおる。予防対壊はうがいと

手洗いの磁frが効終的ということを考えると，

ということか。

災害という概念は多岐にわたる事象があり，想� 

Eされる災認全般にわたって説明さを加えたいとこ

紙耐の制約七あることを考議して発

にわたる甚大な

について長命じることとすーる。あ

らためで総介するまでむなく，日本中に

生につながる活断層の存在を伴う危強域が網の日

のように分布している(閤� 5)。� 

UL!;い子持牲に発生すると甚大な被密(高し 

今?毛幼年以内に幾唆� 6弱

以上の綴れが発生する綴

率の分布閃� 

〔必然権率〕
e ・ ;~I 同国

。%� 0.1宇品 0 6% 26% 予告3;7 100

出典:防災科学技術総究所一地幾ハヴ…ド ンJ'

酪� 5 I地灘J発生危検疫MAP

度)そ与えるg大地震を剤、定しながら，

高捷能そ婆求されあ高付加傾緩設備を保有し，

設的には危険といわれる多くのガス・薬品を

に使用する氷導体/LCD工場にスポットを当ててそ

の概要と対策を考察してみた。� 

4.2 半導体化CD工場の地震災害と対策� 

4.2.1 	 半導体ILCD工場の地震災害の実情

半導体/LCD工場の地露災容を語るとき，

い話題がある。それは� 2004年� 10月23[J 

17時56分iこ新潟県rt1越地方を襲った「新潟

月刊ディスプレイ22 
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県中盤地震j である O

ら6k訟の位置で操業を続けて� 

(IB;新弱…三洋電子(株)) f主

として過去に経験のないほど

たという

しい。想、定を趨えた規模の地震発生

より友信作業の遅れを招いたと

りながら切々と話す� 

1) ，受ける感慨は強い。

にわたる� t下振動(1500ガル〉を伴う

ら寵|行完了までの被害客員は423{窓円に上った

というが，人的被害は数名の軽症斉ーを出ずに憎ま

ったと，厳しい中にも

明は人命最優先という

以下に地震発生から

G

て，受電ザ翌日，電話一ゅ� 4日後，都市ガス・飲料

水・よ業用水→� i週間以上を裂し，計極的な復111

して地震発生後� 2ヵ月で生産与を再開した

という� 0 

4.2.2 半導体化CD工場の地震対策な)

そ基本とした避難誘導通路の確保� 

LJた避難救助訓練の実践

i fU部設箇盗~電話色尉主当!線 境克視浪開、確液{保呆~屋!内勾環 定 (ガス検知¥IJj

o器)---ガスボ?衣そ二シ〆べ:ええ栓間 序思子該‘!休内太勾 ---イ作宇業用ブブ レJ)7

kブヅ、.イ仮設トずレ設;妓竣(装霞メ一カ

3排え設備稼動(仮設電説)まで 日間 ライフラ3

インの状況はそれぞれ地震発走慢の経過時間とし

ーニェア)~諮，初動用緊急用品の持出し可能

口
μ

沼崎

な場所への配鐙

よび出社可皆様認の為の通信手段

確保

-部品等の保管欄へのキャスター設置

」ーストケースさを想定した代替生産，拠点問

パックアップの構築

について迅速な意思決定が

可能な運用体制の構築

f
L

容日常的な{言頼関係による各メ カ曽への協力

玄;守政， ドj 近隣地域との綿密な連携体制

構築� 

イ '09 3月号

以上，新j潟県中越地滋を被災された二

製造株式会社が実体験を還した対策の項目のみを

羅列Lた。重量な体験報告とともに寵旧事持とし

り組みを過して，

与えていただし

会社様に深く感謝する。� 

4.2.3 半導体ILCD工場の地嬢対策(宜)

*'準体/工 CD工場にお~ lて1立大きい重量物として

の製造設備，各種薬液・ガス供給髭管，半製品・

され，規模にもよる

発生時には設備の移動や転倒IJ. 切断，

保管棋の倒壊等の ~に想、離できる

にけ は可能と患わ才1る初動対応が

難しい場合が多い。

情報過多そを{伴う混乱持においては，一採集中の

指揮命令系統が効果的で安全が確認された場所に

あるつ発災時に備え

た代潜京産拠点に加え， 広域{じ'グローパル記し

イチぶ を占め� 

ることを意議する必要がある O .LCDに05

される部品・材料はその特殊性か

場合も:思定しておく必婆があるといわれている。

日頃から生定活動に供される特殊な部品・材料の

取扱メ…カーや開業{自社の謂疫を充実し，

の協力体制ぞと構築Lておくことらi子製と

5 . おわりに

ネ・災害対策と粉、

して論じてきたが，こうした取組みは企業のCSR 

sひcialRぞsponsibility

{壬)そを訴求するために不可欠 と判断す� 

る。

ミナ…での感動話を紹介

し る。災害発生時.人践を合む動

物にとっ も必要なのは欽料水であること� 

うまでもない。 g~越沖地震 (200ì 年 7 R)

の混乱時， ったビール

ラインを{亭止し，ど

を詰めて地域会民の皆さんに配布をしたという。

中，飲料水の配布を受けて口に

人は円高Jト年も生きてぎたが，この水はこれまで

飲んできたどの水よりも美味しかった占地主安住民
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を思ってくれる くにあることカ ¥ij喜しいし に対応する J という考え方がZ重要である。

感謝した¥;， j と 唯我1虫尊の意識からステーク 7ドル夕、…そ

して「開境 J • しようと転換する意識がおのずと

f省エネ」・「jj之容Jに対る対策について記述をし 奏功するものと確信する。おわりに"

てきたが.こういった地球規械の課題や発生予測 稿が多少なりとも読者の皆様の

の離し L しでは で楽観的 甚である。

暢

}

ぬ
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 これまで


